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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、プローブ顕微鏡や光学手法を用いて先端的計測を実現するために、リ
ソグラフィやエッチング技術を用いて微細パターンを作製した後、当研究室におい
て層状物質を加工面に転写することで試料作製を行った。

実験
Experimental

今年度は、フォトリソグラフィとRIEエッチングを用いて、SiO2/Si基板上の大きさ
数um程度の領域をエッチングすることで穴あき構造を作製した。その上面に金を
スパッタ蒸着した後、当研究室において単層MoS2を転写することで、フリースタ
ンディング状態の単層MoS2を形成した。

結果と考察
Results and Discussion

単層MoS2下の閉空間に閉じ込められる空気量が転写時もしくは転写後の操作によ
り増減し、図1のAFM形状像に示すように、湾曲した形状や平坦な形状等のバリエー
ションを示した。特に湾曲した形状では試料内の歪み分布が生じ、蛍光スペクトル
の強度やエネルギー分布が存在することが分かった(図2)。
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図1 (左)フリースタンディング単層MoS2のAFM形状像、(右)パターン中央部におけ
る縦・横方向のラインプロファイル
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図2 (左)光学顕微鏡像と蛍光スペクトル取得位置、(右)各位置で得られた蛍光スペク
トル
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